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【57】申請專利範圍
1.　一種電鍍電流監控系統，係包括有：
至少一電流感測單元，各具有一分流器、一放大器與一微處理器，該分流器掛載於鍍物

上且電性連接至該放大器，而由該放大器將該分流器上的訊號放大輸出，該放大器電性

連接至該微處理器，利用該微處理器分析處理該放大器輸出的訊號，並藉無線網路傳輸

資料；以及

一電流監控單元，具有一伺服器與一人機介面，該伺服器藉無線網路控制該微處理器的

開關及確認是否回傳資料，該伺服器電性連接至該人機介面，利用該人機介面設定電鍍

條件及監控電鍍狀態。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之電鍍電流監控系統，其中，該伺服器還電性連接一資料
庫，利用該資料庫儲存電鍍歷史資料。

3.　如申請專利範圍第 1或 2項所述之電鍍電流監控系統，其中，該放大器為差動放大器。
圖式簡單說明

〔圖 1〕係本新型之結構示意圖。
〔圖 2〕係本新型之結構方塊圖。
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